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Dysza do chemicznego reaktora plazmowego 
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Przedmiotem wynalazku jest dysza do chemicznego reaktora plazmowego do prowadzenia reakcji w fazie 
gazowej znajdująca się między zespołem katody i anodą. 

Dotychczas dysze jako elementy oddzielające zespół katody od anody w reaktorach plazmowych miały 
postać walca z osiowym cylindrycznym kanałem o długości równej średnicy, prowadzącym łuk plazmy z powie­
rzchnią czołową od strony katody wyko.ianą w post,ci wewnętrznego stożka, a drugą powierzchnią czołową 
dopasowan'ł do kształtu czołowej powierzchni anody, przy czym w pobliżu kanału prowadzącego łuk plazmy 
znajdowały się otwory doprowadzające medium chłodzące. 

Niedogodnością krótkich dysz, a co za tym idzie krótkiego łuku plazmowego było zbyt duże obciążenie 
cieplne reaktora powodujące skrócenie żywotności jego elementów; zwłaszcza dyszy i anody, spowodowane 
dużymi pr'tdami.· . , 

Celem wynalazku jest wydłużenie kanału prowadzącego łuk w dyszach powodujące wydłużenie łuku, co 
pociąga za sobą konieczność zwiększenia napięć i zmniejszenie obciążenia cieplnego elementów reaktora. 

Cel ten osiągnięto poprzez k.mstrukcję dyszy składającej się z korpusu z cylindrycznym otworem prowa­
dzącym łuk stożkowo rozszerzonym ku górze z przestrzenią na przepływające medium chłodzące, zamkniętą, 
otaczającą otwór prowadzący łuk, której istota polega na tym, że stosunek długości otworu prowadzącego łuk 
do jego średnicy jest nie nmiejsza niż trzy. 

Zaletą rozwiązania według wynalazku jest znmiejszenie obciążenia Cieplnego elementów reaktora i wydłu­
żenie ich żywotności. 

Przedmiot wynalazku jest uwidoczniOl1Y w przykładzie wykonania na rysunkach, na których fig. 1 przed­
stawia przekrój osiowy reaktora, a fig. 2 przekrój osiowy dyszy. 

Dysza 2 oddziela zespół katody 1 od anody 3 i un;ądzenia 4 do zamrażania produktów reakcji. Dysza 2 
składa się z korpusu z cylindrycznym otworem prowadzącym łuk 5 stożkowo rozszerzonym ku górze o stosunku 
długości do średnicy nie nmiejszym od trzech. Pierścieniowa zamknięta przestrzeń na przepływające medium 
chłodzące otacza otwór prowadzący łuk. Dysza 2 posiada płaszczyznę czołową od strony katody wykonaną 
w postaci wew.lętrznego stożka, a drugą powierzchnię czołową dopasowaną do kształtu <;zołowej powierzchni 
anody, przy czym w pobliżu kanału prowadzącego łuk plazmy 5 wykonane są otwory doprowadzające medium 
chłodzące dyszę 2. 
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Zastrzeżenie patentowe 

Dysza do chemicznego reaktora plazmowego do prowadzenia reakcji w fazie gazowej, składająca się z kor­
pusu z cylindrycznym otworem prowadzącym łuk stożkowo rozszerzonym ku górze, z przestrzenią na przepły­
wające medium chłodzące zamkniętą, otaczającą otwór prowadzący łuk, znajdującą się pomiędzy zespołem 
katody i anodą , z n a m i e n n a t y m, że stosunek długości otworu (5) prowadzącego łuk plazmy do jego 
średnicy jest nie mniejszy niż trzy. 
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